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摘要(译)

即使仅在预定位置沉积气相沉积材料，也能够在期望的位置进行气相沉
积而不会在沉积掩模与具有不规则表面的气相沉积基板之间产生任何间
隙的沉积掩模及其制造方法 在用于汽相沉积的衬底的底部上设置有衬
底。 该制造方法包括制备具有与用于气相沉积的基板的表面形状相对应
的凹凸的虚拟基板（步骤S1），在该虚拟基板的不平坦表面上涂覆液态
树脂材料以形成树脂涂层（步骤S1）。 S2），升高树脂涂层的温度并烘
烤树脂涂层以获得烘烤的树脂膜（步骤S3）。 该制造方法还包括在附接
到伪基板上的烘烤的树脂膜上形成期望的开口图案以获得具有期望的开
口图案的树脂膜（步骤S4），然后将树脂膜从伪基板上剥离以形成树脂
膜。 获得沉积掩模（步骤S6）。
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